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RESUMO

RESUMO

A oxidação eletrolítica à plasma (PEO) é um tratamento superficial que vem ganhando grandes
adeptos devido a operação ambientalmente amigável com utilização de soluções alcalinas e
gerando como produto filmes com características até superiores que processos convencionais.
Neste estudo, substratos de AA2024-T3 foram tratados em diferentes tensões (150V,265V e 380V)
e tempo de 210 segundos, tendo seus filmes caracterizados por espectroscopia no infravermelho
por transformada de Fourier (FT-IR). Os filmes formados possuem em sua composição alumina (ɣ-
Al2O3), além de hidróxidos formados durante o processo eletrolítico, além de grupos funcionais Si-
O-Si.

 
ABSTRACT

Plasma eletrolytic oxidation (PEO) is a superficial treatment that has been gaining great adherents
due to environmentally friendly operation with the use of alkaline solutions and generating as a
product films with characteristics even superior than conventional processes. In this study,
substrates of AA2024-T3 were treated at different voltages (150V,265V and 380V) and time of 210
seconds, and their films were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). The
films formed have in their composition alumina (ɣ-Al2O3), in addition to hydroxides formed during
the electrolyte process, in addition to functional groups Si-O-Si.

 
INTRODUÇÃO

O alumínio é um metal que possui naturalmente uma alta resistência química, isso devido a
formação de uma camada nanométrica de alumina (Al2O3), porém ligas da família 1XXX não
possuem grande aplicabilidade devido a sua baixa resistência mecânica, sendo então necessário o
incremento de elementos de liga como Cu, Mg, Ti, Mn etc.; como ocorre na liga 2024-T3 Al-Cu
(majoritariamente). Porém com este incremento o alumínio perde significativamente sua
resistência a corrosão, pela formação de micro pares galvânicos, acarretando em corrosão
localizada “pites” [1]. A oxidação eletrolítica a plasma, popularmente conhecida como “anodização
a plasma” é um tratamento ambientalmente amigável, devido a sua utilização como eletrólitos
alcalinos, não havendo necessidade de pré-tratamentos dos substratos com materiais
cancerígenos, como ocorre em processos anódicos convencionais, produz filmes da ordem de
micrometros com características tribológicas iguais ou superiores a filmes produzidos pelo processo
convencional, porém com menor tempo de processamento [2].
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METODOLOGIA

Substratos de alumínio AA2024-T3 com dimensões de 25x25x3 mm foram submetidos a limpeza
em cuba ultrassônica com álcool isopropílico por 20 minutos, secas em temperatura ambiente e
posteriormente foram submetidos ao tratamento de oxidação eletrolítica a plasma em solução
alcalina (pH=13), contendo silicato de sódio (Na2SiO3) e Fosfato Trissódico (Na3PO4) nas
concentrações de 15,0 g/l e 1,5 g/l respectivamente. Neste trabalho foram realizados 3 processos
em diferentes tensões (150V, 265V e 380V) com tempo de 210 segundos, representados na figura
1; após os processos as amostras foram secas e armazenadas em placas de petri com papel macio
para que fossem caracterizadas posteriormente. A caracterização para este estudo ocorreu a partir
da espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), realizada na Faculdade de
Engenharia da Universidade Estadual Paulista (FEG/UNESP) – Câmpus de Guaratinguetá, no
laboratório de plasma com espectrômetro Perkin Elmer Spectrum 100 FT-IR com módulo ATR.

 
Figura 1 – Gráfico de tensão x tempo

Fonte: Dos Autores.

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na fig. 2 espectros de dados extraídos dos filmes foram analisados no intervalo de 4000 a 650 cm-
1 ; no espectro natural do filme da liga AA2024-T3 sendo observado poucas bandas de absorção
originadas da camada de óxido nanométrico nativa. Também, a partir desta avaliação, observa-se
que com a variação de tensão aplicada os filmes apresentaram espectros distintos; a banda de
absorção presente no intervalo de 3650 ~ 3300 cm-1 podem ser atribuídos a vibrações de ligações
-OH originados de hidróxidos formados durante o processo, como NaOH, Al-OH até mesmo de água
absorvida pelo filme de alumina, sendo está confirmada pelo pico de absorção presente em 1650
cm-1 [2]; no espectro de 380V há evidente uma região de absorção centralizado em 1380 cm-1 ,
sendo atrelado a ligações COx - sendo consideradas contaminações do filme, assim como também
a região de absorção entre 2350 ~ 2000 cm-1 [3].

 
Figura 2 – FT-IR de filmes de Al2O3 produzidas via PEO em 210 s.
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Fonte: Dos Autores.

 
Absorções presentes abaixo de 1000 cm-1 estão relacionadas com a presença de alumina (Al2O3)
em diferentes orientações atômicas, além de estiramentos Si-O e mulita (3Al2O3.SiO2), assim
como os picos de absorções presentes em 970 cm-1 sendo intimamente atrelados a fase cristalina
de ɣ-Al2O3 [2;4].

 
CONCLUSÕES

De acordo com os espectros, observa-se que o processo garantiu a formação de filmes óxidos
(Al2O3) com incrementos de sílica (SiO2), além de outros grupos de hidróxidos (NaOH, Al-OH etc.).
Pode-se inferir, a partir destes espectros, que o filme possui micro porosidade elevada devido as
bandas de absorções atreladas a H2O encontradas.
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